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В работе /1/ было продемонстрировано, что обработка титановых имплантатов пучками аргоновых кластерных ионов приводит к значительному повышению скорости пролиферации клеток остеобласта на их поверхности. При этом исходная поверхность имплантатов обычно покрыта окисной пленкой, толщина которой в зависимости от технологии изготовления этих изделий может составлять до нескольких десятков нанометров (см., например, /2/). Таким образом, на начальной стадии бомбардировки имплантатов кластерные ионы взаимодействуют чаще всего с рутилом, который является преимущественной формой окисла на поверхности титана. С целью изучения процессов, протекающих при этом взаимодействии, проведено молекулярно-динамическое моделирование соударений аргоновых кластерных ионов с поверхностью рутила. Исследована зависимость количества распыляемого материала, а также структуры и размеров возникающих повреждений от размеров кластерных ионов, их энергии и угла падения.
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